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１．概要（Summary） 

外部磁場を印加した状態で、ベクトルネットワークアナ

ライザより高周波電流をコプレーナウェーブガイドに流し、

コプレーナウェーブガイド上に作成した NiFe ナノドットに

強磁性共鳴を誘起させることによって、共鳴線のシフトを

観察する。共鳴線のシフト量の差分から磁化のダイナミク

スを検出し、磁気力顕微鏡で観察することを目的とする。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高精度電子ビーム描画装置 ELS-F125、レーザー

直接描画装置 DDB-201、ダイシングソー(DAD322)、
EB 加熱・抵抗加熱蒸着装置 EBX-8C 
【実験方法】 

6 インチ Si/SiO2 ウエハをダイシングソーにより 20mm
×20mm にカットし、カットした Si/SiO2基板を UV オゾン

クリーナーで 300°30min クリーニングし、アセトン、IPA、

超純水により各 3min 洗浄する。洗浄した基板に

ZEP-520A をスピンコーターにより約 150nm 膜面に均一

に塗布し、ホットプレートにて 120°3min ベークする。そ

の後、CAD により co-planar wave guide (CPW) を設

計する。設計したCPWを125KV EB描画装置よりCPW
パターンを描画し、現像を行った。その後、EB 蒸着機に

て Ti 10nm Au 50nm 堆積し、リフトオフを DMF、IPA を

利用し実施した。その後、125KV EB描画装置によりレジ

ストレーション描画により CPW 上に NiFe を堆積させるた

めのドットパターン、マイクロメートルオーダーのドット、ベ

タ膜のパターンを作成し、現像した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
レジストレーション描画後の CPW の画像を Fig.1 に示

す。 
 

   
Fig.1 Image of fabricated co-planar wave 

guide(CPW) 
 
本実験ではマニュアルレジストレーションにより CPW 上

にNiFeを堆積するためのドット、ベタ膜のパターンを作成

したが、CPW 上の目的の位置にレジストレーション描画を

することが出来た。Fig.1 より 870μm×4μm のベタ膜、

及び 4μm×4μm のドットのパターンをレーザー顕微鏡

より確認できた。また、レジストレーション描画では 50nm
のナノドットを作成したが、レーザー顕微鏡を最大倍率ま

で拡大してもナノドットは確認できなかった。NiFe を

50nm スパッタリングした後 DMF、ＩＰＡでリフトオフしたら、

SEMにて50nmのナノドットが作成されているか確認を進

めたい。 
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